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An ultraviolet ray lamp comprises a discharge vessel (1 ) made of quartz glass, filled with a 
filling. A pair of electrodes (2) is able to generate a discharge in the discharge vessel (1). 
An optical filter (5) made of metal oxide, which is partly formed on the outer surface of the 
discharge vessel (1), transmits ultraviolet rays of long wavelength and cuts off ultraviolet 
rays of short wavelength. Furthermore, A device for generating ultraviolet rays comprises 
an ultraviolet ray lamp generating ultraviolet rays including short and long wavelength, 
having a discharge vessel (1) made of quartz glass. An enclosure (1 0) accommodates the 
discharge vessel (1), transmitting at least ultraviolet ray of short wavelength. An optical 
filter (5) made of metal oxide, which is partly formed on at least one side of the surface of 
the enclosure (10), transmits ultraviolet rays of long wavelength and cuts off ultraviolet rays 
of short wavelength. An ultraviolet ray lamp or a device for generating ultraviolet rays may 
be used for a sterilizer, an apparatus for treating fluid, or an air cleaner. 
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Gaseatladungsstrahler werden zur Erzeugung 
von UV-Strahkn sowie von sichtbarem Licht und 
Ultrarotstrahlen benutzt. Insbesondere hat sicli 
hierbei die Quecksilberentladung in^ Form der Nie- 
derdruck-, Hochdruck- und Hochstdruckentladung 
bewahrt und als Werkstoff £ur das Entladungs- 
gefaB weitgehend Quarzglas eingefuhrt. 

Urn die Emission auf bestimmte Spektralg^biete 
zu beschranken oder, umgekehrt, bestimmte Spek- 
tralgebiete zuruckzuhalten, wurden bereits Sonder- 
formen von Quarzglasern entwickelt, bei denen zur 
Erzeugung einer Filterwirkung dem Quarzglas in 
geringen Mengen bestimmte Zusatze gegeben wer- 
rlen. So hat man beispielsweise dutch Zusatz von 
Oxyden in Mengen unterhalb o,i''/o ein Quarzglas 
entwickelt, das zwar die fiir die Keimtotung er- 
wunschten Spektralbereiche der UV-Strahlung in 
der Gegend von 2540 A durchlafit, aber die die 



Ozonbildung bewirkende Strahlung um 1890 A zu- 
ruckhalt. Mit einem derartigen Quarzglas kann 
man Sterilisationslampen und UV-Strahler fiir 
therapeutische und technische Anwendungen her- 
stellen, die den damit Beschaftigten nicht durch die 
Ozonbildung belastigen. 

Die Gasentladungsstrahler mit einem Entladungs- 
gefaB aus Quarzglas, dem in dieser Weise eine op- 
tische Filterung bewirkende Stoft'e zugesetzt sind, 
zeigen nun aber recht oft einen Nachteil, der bei 
Quecksilberdampfentladungslampen allgemein schon 
lange bekannt ist. Sie weiseu nach langerem Ge- 
brauch infolge der Gasentladungen Alterungser- 
scheinungen auf, insbesondere Braunungen oder 
andere Verfarbungen, die teilweise auf den Ein- 
tritt von Quecksilberionen in das Quarzglas wah 
rend der Entladung und auf Reduktionserscheinun 
gen zuriickgefuhrt werden konnen. 
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tkren (UV-B oder Dornostrahluug), wahrend die 
Stiahlung unt^r 2800 A (UV-C) unterdriickt wird, 
Oder fiir Strahler, wclche di^ Emission so abgren- 
z€n, dafi nar das Gebiet oberhalb von 2500 A durch- 
gdassen wird. , ^ , , . ' 

Utzt ist es moglich, Gasentladungsstrahler mit t 
EntladungsgefaBen aus Quarzglas mit filternden . 
Zusatzen herzustellen, die auch mit groBen Strah- ; 
lungsintensitaten wahrend sehr erheblicht^r Zeitcn : 
ohn€ wesentlicht: Verfarbungs- und Alterungs- 
crscheinungen •l)€tricben werd^n komien, Bemerkt 
^ei auch. dafi fiir medizinisch-e Zwecke auf diesc 
Weis<f Strahler hergestellt werdeu konnen, die bei- 
spielsweise die in hohem Mafie erytheraerzeugende 
Strahlung des Gebietes urn 2537 A unterdrucken, 
wahrend sie vorzugsweise die Dornostrahlung zwi- 
schen 2800 und 3150 A durchlasaen, d. h. ohne die 
rotende Wirkung ledigHch ein Pigment auf der 
Haut erzeugen. Auf dem Wege dcr Erfindung las- 
sen sich also EntladungsgefaBe fiir Hochleistungs- 
strahler mit solchen die Strahlung filternden. Wir- 
kung erzeugen, wahrend bisher solche Wirkungen 
mit Hartglasern bzw. mit UV-durchlassigen Gla- 
sern lediglich mit vergleichsweise schwachen In- 
tensitaten erzielt werden konnten. 

Fitr besondere Zwecke lassen sich in Entladungs- 
gefaBen fiir Gasentladungsstrahler an Stelle emcr 
lufieren Schicht aus dem mit Zusatzen versebenen 
optisch filternden Quarzglas auch mehrere Schich- 
ten ans Quarzglasern mit verschiedenen optisch 
filternden 'Zusatzen anordnen, ohne daB von dem 
Grundgedanken der Erfindung abgewichen. wird 
Ebenso bleibt die Bedeutung der Erfindung auch 
bei Fitllungen des EntladungsgefaBes mit anderen 
35 Stoffeti als Quecksilber bestehen. 

PaTENTANSPRCCHE: 

I. Entladungsgefafi fiir Gasentladungsstrah- 
ler unter Verwendung von Quarzglas mit gerin- 

40 gen Mengen von Zusatzen, die eine optische 
Filterung bewirken, dadurch gekennzeichnet, 
dafi die Wandung des Entladungsgefafies aus 
zwei Schichten besteht, die nach an sdch be- 
kannten glastechnischen Verfahrcn verformt 

45 und in Hitze miteinander vereinigt sind. einer 
aufieren Schicht aus dem mit Zusatzen versehe- 
nen, optisch filternden Quarzglas und emer 
mehrere zehntel Millimeter dicken mneren 
Schicht aus einem atzbestandigen, von diesen 

50 Zusatzen freien Quarzglas. 
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2. Entladungsgefafi gemaB Anspruch i, da- 
durch gekennzeichnet. daB die innere Schicht 
aus einem moglichst reinen handelsublichen 
Quarzglas testeht. 

'^3. EntladungsgefaB gemaB Anspruch i. da- 
durch gekennzeichnet, daB die innere Schicht 
aus einem beispielsweise durch einen mechani- 
schen Riihrvorgang oder durch Ultraschall- 
dispergierung homogenisierten Quarzglas be- 
steht, das die vorhandenen Verunreinigungen 
in feinstverteilter Form entbalt. 

4. EntladungsgefaB gemaB Anspruch i, da- 
durch gekennzeichnet, daB an Stelle einer aufie- 
ren Schicht aus dem mit Zusatzen versehenen, 
optisch filternden Quarzglas mehrere iiberein- 
anderliegende Schichten aus Quarzglasern mit 
verschiedenen optisch filternden Zusatzen vor- 
gesehen sind. 

5. EntladungsgefaB gemafi Anspruch i bis 4» 
dadurch gekennzeichnet, daB zur Anwendung 
in Sterilisationalampen die auBere Schicht oder 
die auBeren Schichten aus Quarzglas bestehen, 
dem geriiige Mengen von temperaturbestan- 
digen Oxyden zugesetzt sind. welche das fur die 
Keimtotung bedeutsame Spektralgebiet in der 
Nahe von 2540 A weitgehend durchlassen, aber 
das die Ozonbildung anregende Spektralgebiet 
urn 1890 A weitgehend zuruckhalten. 

6. EntladungsgefaB gemaB Anspruch i bis 4. 
dadurch gekennzeichnet, dafi die auBere Schicht 
Oder die auBeren Schichten aus Quarzglasern 
mit Zusatzen bestehen, die das UV-C unter- 
driicken und vorzugsweise das Dornogebiet 
durchlassen. 

7. EntladungsgefaB gemafi Anspruch i bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB die auBere Schicht 
Oder die auBeren Schichten aus Quarzglasern 
rait Zusatzen bestehen, die das Gebiet unterhalb 
3150 A unterdriicken. 
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